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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成27年12月17日(2015.12.17)

【公表番号】特表2012-528974(P2012-528974A)
【公表日】平成24年11月15日(2012.11.15)
【年通号数】公開・登録公報2012-048
【出願番号】特願2012-513497(P2012-513497)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｎ   3/023    (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/025    (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/029    (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/36     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/24     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｎ    3/02     ３２１Ｂ
   Ｆ０１Ｎ    3/36     ＺＡＢＭ
   Ｆ０１Ｎ    3/24     　　　Ｅ
   Ｆ０１Ｎ    3/24     　　　Ｌ
   Ｂ０１Ｄ   53/36     １０４Ｚ
   Ｂ０１Ｄ   53/36     １０４Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年10月26日(2015.10.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関用排ガス後処理システムであって、
　内燃機関の工程排ガスが通る排ガス管に炭化水素を導入するための装置と、当該装置は
、前記炭化水素を少なくとも部分的に蒸発させ、かつクラック反応によって、及び／又は
部分酸化によって化学変化させるための装置であり、
　工程排ガスによって導入箇所の下流へと貫流される、一部が蒸発し、クラック反応によ
って及び／又は部分酸化によって化学変化した、前記導入された炭化水素を酸化すること
によって工程排ガス温度を高める処理装置と、
を有する前記排ガス後処理システムにおいて、
　少なくとも部分的に蒸発させるため、またクラック反応により、及び／又は部分酸化に
より炭化水素に化学変化を起こすための前記装置が、燃料及び空気用の供給装置を備える
バーナー（２）と、燃焼チャンバ（３）と、炭化水素用注入装置（５）を備える排ガス導
管（４）とを有する配置構成であり、当該導管（４）は、排ガス管（６）への導入箇所で
開口しており、
　工程排ガス温度を高める前記処理装置は、触媒により被覆された部材を有し、
　　ここで白金の割合が、少なくとも前記部材の触媒被覆の部分領域で、前記被覆の当該
部分領域にある触媒作用を有する全物質の全質量の５０％未満であり、
　　ここで触媒により被覆された前記部材は、触媒基材又は粒子フィルターであり、当該
触媒基材又は粒子フィルターは、それぞれ一様に、又は領域により異なって被覆されてお
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り、
　前記処理装置の前記部材にある触媒被覆の部分領域が、工程排ガス温度を高める処理装
置の部材における触媒被覆の全質量の少なくとも２０％であり、かつ、
前記部分領域の触媒被覆のパラジウム割合が、前記処理装置の部分領域にある全貴金属の
全質量の少なくとも７５％である
ことを特徴とする、前記排ガス後処理システム。
【請求項２】
　前記部分領域の触媒被覆が、全貴金属質量で部材体積若しくは基材体積に対して０．１
～１０ｇ／Ｌの範囲の貴金属を含有することを特徴とする、請求項１に記載の排ガス後処
理システム。
【請求項３】
　貴金属の割合が、前記処理装置の部分領域にある触媒作用を有する全物質の全質量に対
して、１０％超であることを特徴とする、請求項２に記載の排ガス後処理システム。
【請求項４】
　前記部分領域にある触媒被覆の白金含分が、前記処理装置の部分領域にある触媒作用を
有する全物質の全質量の１％未満であることを特徴とする、請求項２又は３に記載の排ガ
ス後処理システム。
【請求項５】
　前記部分領域が、工程排ガス温度を高める触媒被覆部材の全部、又は工程排ガス温度を
高める１つの触媒被覆部材の一部、若しくは工程排ガス温度を高める複数の触媒被覆部材
の一部を含むことを特徴とする、請求項１から４までのいずれか１項に記載の排ガス後処
理システム。
【請求項６】
　前記部分領域が、流れ方向で、工程排ガス温度を高める触媒被覆部材の領域的な被覆の
前方部であることを特徴とする、請求項１から４までのいずれか１項に記載の排ガス後処
理システム。
【請求項７】
　前記排ガス導管（４）中にある前記注入装置（５）の開口部（１１）が、噴霧ノズルを
有することを特徴とする、請求項１から６までのいずれか１項に記載の排ガス後処理シス
テム。
【請求項８】
　前記注入装置（５）の開口部（１１）の領域にある前記排ガス導管（４）に、ベンチュ
リ装置（１２ａ）が配置されていることを特徴とする、請求項１から７までのいずれか１
項に記載の排ガス後処理システム。
【請求項９】
　前記バーナー（２）、前記排ガス導管（４）、及び前記注入装置（５）が、ジャケット
（１）内に組み込まれており、当該ジャケット（１）が排ガス管（６）に適合されている
ことを特徴とする、請求項１から８までのいずれか１項に記載の排ガス後処理システム。
【請求項１０】
　前記排ガス導管（４）が、排出部（７）を有し、前記排ガス導管（４）が、前記排ガス
管（６）内に延伸していることを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項に記載
の排ガス後処理システム。
【請求項１１】
　前記排ガス導管（４）が、前記排ガス管（６）内へと同心状に通じており、これにより
前記排ガス導管（４）からの排出部（７）が、工程排ガス流の流れ方向に配置されている
ことを特徴とする、請求項１０に記載の排ガス後処理システム。
【請求項１２】
　排出部（７）の領域にクエンチ装置（１３）、及び／又はベンチュリ装置が存在してい
ることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の排ガス後処理システム。
【誤訳訂正２】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
　触媒Ｃ（本発明によるもの）：
　コーディエライト基材上にＰｔ：Ｐｄを１：４（質量割合）で４０ｇ／ｆｔ3有するＤ
ＯＣ、寸法はＤ９．５”×Ｌ４．５”、セル密度３００ｃｐｓｉ、壁厚は５ミル。この触
媒は、アルミノシリケート（ＢＥＴ比表面積１５０ｍ2／ｇ、ＳｉＯ2は５％）を硝酸パラ
ジウム溶液及び硝酸白金溶液で含浸し、この含浸した酸化物を１３０ｇ／Ｌの負荷量で基
材に施与し、引き続き乾燥及び温度処理して製造した。この触媒は、それから１６時間、
７００℃で、炉内で空気中でエージングした。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５６】
　触媒Ｄ（本発明によるもの）：
　コーディエライト基材上にＰｔ：Ｐｄを１：２（質量割合）で３０ｇ／ｆｔ3有するＤ
ＯＣ、寸法はＤ９．５”×Ｌ４．５”、セル密度３００ｃｐｓｉ、壁厚は５ミル。この触
媒は、アルミノシリケート（ＢＥＴ比表面積１５０ｍ2／ｇ、ＳｉＯ2は５％）を硝酸パラ
ジウム溶液及び硝酸白金溶液で含浸し、この含浸した酸化物を１３０ｇ／Ｌの負荷量で基
材に施与し、引き続き乾燥及び温度処理して製造した。この触媒は、それから１６時間、
７００℃で、炉内で空気中でエージングした。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５７】
　触媒Ｅ（本発明によらないもの）：
　コーディエライト基材上にＰｔ：Ｐｄを２：１（質量割合）で３０ｇ／ｆｔ3有するＤ
ＯＣ、寸法はＤ９．５”×Ｌ４．５”、セル密度３００ｃｐｓｉ、壁厚は５ミル。この触
媒は、アルミノシリケート（ＢＥＴ比表面積１５０ｍ2／ｇ、ＳｉＯ2は５％）を硝酸パラ
ジウム溶液及び硝酸白金溶液で含浸し、この含浸した酸化物を１３０ｇ／Ｌの負荷量で基
材に施与し、引き続き乾燥及び温度処理して製造した。この触媒は、それから１６時間、
７００℃で、炉内で空気中でエージングした。
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